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(57)【要約】
【課題】反射防止性能に優れる反射防止フィルムを安価
に提供することにあり、かつ、反射率が１．０％以下ま
た耐擦傷性に優れた反射フィルムを提供する。
【解決手段】透明基材と、ハードコート層と、低屈折率
層とを備える反射防止フィルムであって、低屈折率層形
成に用いる塗料は、パーフルオロアルキル鎖もしくはパ
ーフルオロポリエーテル鎖と、２個のエチレン性二重結
合とを有する、屈折率が１．３６～１．３９である化合
物を、塗料の固形分に対し５ｗｔ％～３０ｗｔ％含有す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材と、ハードコート層と、低屈折率層とを備える反射防止フィルムの前記低屈折
率層を形成するための低屈折率層形成用樹脂組成物であって、
　低屈折粒子と、
　パーフルオロアルキル鎖もしくはパーフルオロポリエーテル鎖と、２個のエチレン性二
重結合とを有する、屈折率が１．３６～１．３９であるフッ素化合物とを含み、
　前記フッ素化合物の含有量が、前記低屈折粒子の固形分に対し５ｗｔ％～３０ｗｔ％で
あることを特徴とする、低屈折率層形成用樹脂組成物。
【請求項２】
　前記フッ素化合物が以下の一般式（１）により表されることを特徴とする、請求項１記
載の低屈折率層形成用樹脂組成物。
【化８】

ここで、ｎは、４～１０の自然数を表し、Ｒ1およびＲ2は、同一または異なって、水素、
フッ素、メチル基のいずれかを表す。
【請求項３】
　前記フッ素化合物が以下の一般式（２）により表されることを特徴とする、請求項１記
載の低屈折率層形成用樹脂組成物。

【化９】

ここで、ｍは、１～８の自然数を表し、Ｒ3およびＲ4は、同一または異なって、水素、フ
ッ素、メチル基のいずれかを表す。
【請求項４】
　前記フッ素化合物以外の樹脂構成成分として、官能基数が３～８の多官能アクリルモノ
マーのみを含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の低屈折率層形成用樹
脂組成物。
【請求項５】
　平滑性と滑り性とを付与するレベリング剤として、シリコーン系とフッ素系の２種類の
レベリング剤、もしくは、１分子内にフッ素鎖とシリコーン鎖を持つフッ素シリコーン系
のレベリング剤を含むことを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の低屈折率層形
成用樹脂組成物。
【請求項６】
　前記透明基材の少なくとも一方の面に、前記ハードコート層が形成され、
　前記ハードコート層の前記透明基材とは反対側の面に前記低屈折率層が形成され、
　前記低屈折率層は、請求項１～５のいずれかに記載の前記低屈折率層形成用樹脂組成物
からなることを、特徴とする反射防止フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は耐擦傷性と反射率を両立する低屈折率層形成用樹脂組成物および反射防止フィ
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ルムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）等に代表される高精
細大画面ディスプレイの開発が急速に進んでいる。ディスプレイの表示面には、その視認
性を高めるために、画面への蛍光灯など外光の映り込みを防止する反射防止機能を有する
反射防止層を表面に配置する必要がある。
【０００３】
　反射防止フィルムなど光学フィルムの製造過程において、塗工方法は、大面積化、およ
び連続生産ができ、かつ、低コスト化が可能なウエットコーティング法が注目されている
。また近年、プラズマディスプレイパネルなど、その一部に光学フィルムが用いられてい
るディスプレイを有する薄型テレビジョンなどの価格競争は極めて熾烈であり、これらに
用いられる光学用フィルムのコストダウンの要求も極めて高くなってきている。
【０００４】
　偏光板は液晶表示装置（ＬＣＤ）において不可欠な光学材料である。偏光板は、一般に
、偏向膜が２枚の保護フィルムによって保護されている構造をしている。
これらの保護フィルムに反射防止機能や防眩機能を付与することで大幅なコスト削減、表
示装置の薄手化が可能となる。
【０００５】
　反射率を下げる技術としては、最表面の低屈折率層の屈折率を低下させることで、反射
率を下げることが知られている。低屈折率層に微粒子を入れるなど、空隙を多くして屈折
率を下げる方式が多く用いられている。
【０００６】
　しかし、空隙が多くなると、反射防止フィルムの強度が下がり、耐擦傷性が不十分であ
るといった欠点を有する。この問題を改善するために、表面粗さを制御することにより、
耐擦傷性の改善をすることが提案されている（例えば、特許文献１参照）。また一方で低
屈折率のフッ素樹脂を用いて低反射率にすることも提案されている。（例えば、特許文献
２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２８３６１１号公報
【特許文献２】特開２００９-２９９７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１、２に記載の技術では、耐擦傷性能が未だ不十分である。特
に、反射率を大幅に低減するために空隙を多くすると、表面粗さの制御が難しくなり、耐
擦傷性が劣るという欠点が生じる。またフッ素樹脂を多くしようすると、塗膜が白化した
り、外観が悪くなったりする可能性がある。
【０００９】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、反射防止性能に優れる偏光
板用保護フィルムすなわち反射防止フィルムを安価に提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、透明基材と、ハードコート層と、低屈折率層とを備える反射防止フィルムの
低屈折率層を形成するための低屈折率層形成用樹脂組成物に関するものであって、低屈折
粒子と、パーフルオロアルキル鎖もしくはパーフルオロポリエーテル鎖と、２個のエチレ
ン性二重結合とを有する、屈折率が１．３６～１．３９であるフッ素化合物とを含み、フ
ッ素化合物の含有量が、低屈折粒子の固形分に対し５ｗｔ％～３０ｗｔ％であることを特
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徴とする。
【００１１】
　上記のフッ素化合物が以下の一般式（１）により表されるものであることが好ましい。
【００１２】
【化１】

ここで、ｎは、４～１０の自然数を表し、Ｒ1およびＲ2は、同一または異なって、水素、
フッ素、メチル基のいずれかを表す。
【００１３】
　上記のフッ素化合物が以下の一般式（２）により表されるものであることが好ましい。
【００１４】

【化２】

ここで、ｍは、１～８の自然数を表し、Ｒ3およびＲ4は、同一または異なって、水素、フ
ッ素、メチル基のいずれかを表す。
【００１５】
　フッ素化合物以外の樹脂構成成分として、官能基数が３～８の多官能アクリルモノマー
のみを含むことが好ましい。
【００１６】
　平滑性と滑り性とを付与するレベリング剤として、シリコーン系とフッ素系の２種類の
レベリング剤、もしくは、１分子内にフッ素鎖とシリコーン鎖を持つフッ素シリコーン系
のレベリング剤を含むことが好ましい。
【００１７】
　本発明に係る反射防止フィルムは、透明基材の少なくとも一方の面に、ハードコート層
が形成され、ハードコート層の透明基材とは反対側の面に低屈折率層が形成され、低屈折
率層は、上記の低屈折率層形成用樹脂組成物からなる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る低屈折率層形成用樹脂組成物を用いることにより、反射防止性と耐擦傷性
とに優れる反射防止フィルムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る反射防止フィルムの断面模式図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　まず、本発明に係る反射防止フィルムについて説明する。図１に本発明に係る反射防止
フィルム１の断面模式図を示す。反射防止フィルム１は、透明基材１１と、透明基材１１
の少なくとも一方の面に設けられるハードコート層１２と、低屈折率層１３とをこの順に
備える。透明基材１１の少なくとも一方の面にハードコート層１２を設けることにより、
反射防止フィルム１の表面に高い表面硬度を付与することができ、耐擦傷性に優れた反射
防止フィルム１とすることができる。また、ハードコート層１２上の透明基材１１と反対
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側の面に、可視光領域において波長の１／４となるような光学膜厚を有する層厚の低屈折
率層１３を設けることにより、反射防止フィルム１表面に入射する外光の反射を抑制する
ことができる。なお、ハードコート層１２に導電性材料を添加することにより、ハードコ
ート層１２に帯電防止性を付与してもよい。
【００２１】
　次に、本発明に係る低屈折率層１３形成用樹脂組成物について説明する。
【００２２】
　本発明者は、低屈折率層形成用の塗液にフッ素化合物を用いることで、反射率と耐擦傷
性に優れた反射防止フィルムとすることができることを見出し、本発明に至った。具体的
には、低屈折率層形成用樹脂組成物は、塗液中に、パーフルオロアルキル鎖もしくはパー
フルオロポリエーテル鎖の直鎖構造および直鎖構造の２つの末端に２個のエチレン性二重
結合をそれぞれ有する屈折率が１．３６～１．３９のフッ素化合物を、塗料の固形分に対
して５ｗｔ％～３０ｗｔ％（質量パーセント濃度）添加する。フッ素化合物の屈折率が１
．４０以上であると反射率が上がってしまう場合がある。また、フッ素化合物が枝分かれ
構造であると、炭化フッ素鎖が最表面に出やすくなり、最表面に存在するレベリング剤の
滑り性の効果を邪魔し、耐擦傷性が低下してしまう場合がある。低屈折率形成用樹脂組成
物に使用するフッ素化合物としては、以下の一般式（１）または（２）で表されるものを
使用することができる。
【００２３】
【化３】

ここで、ｎは、４～１０の自然数を表し、Ｒ1およびＲ2は、同一または異なって、水素、
フッ素、メチル基のいずれかを表す。
【００２４】

【化４】

ここで、ｍは、１～８の自然数を表し、Ｒ3およびＲ4は、同一または異なって、水素、フ
ッ素、メチル基のいずれかを表す。
【００２５】
　また、低屈折率形成用樹脂組成物は、他の樹脂の構成成分として、官能基数が３～８の
多官能のアクリルモノマーを含んでいても良い。ただし、単官能および２官能のモノマー
であると低屈折率層の硬さが得られず、耐擦傷性が低下してしまう場合がある。また、ウ
レタンオリゴマーや高分子タイプのアクリル樹脂を使用した場合も、これらの塗液中の自
由度が低下し、反応性が劣ることから、耐擦傷性が低下してしまう場合がある。
【００２６】
　加えて、平滑性と滑り性とを付与するレベリング剤として、シリコーン系レベリング剤
およびフッ素系レベリング剤の２種類のレベリング剤、もしくは、１分子内にフッ素鎖と
シリコーン鎖とを持つフッ素シリコーン系のレベリング剤を使用することが好ましい。屈
折率が比較的低く、表面張力低下能力が低いとされるフッ素系レベリング剤、滑り性を付
与するシリコーン系添加剤を用いることで、反射率と耐擦傷性に優れた低屈折率層とする
ことができる。尚、シリコーン系レベリング剤だけを用いた場合は、屈折率が上がってし
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まう場合がある。一方、フッ素系レベリング剤だけを用いた場合は、滑り性が足りず耐Ｓ
Ｗ性が低下してしまう場合がある。
【００２７】
　次に、透明基材１１について説明する。透明基材１１としては、種々の有機高分子から
なるフィルムまたはシートを用いることができる。例えば、ディスプレイ等の光学部材に
通常使用される基材を用いることができる。透明性や光の屈折率等の光学特性、さらには
耐衝撃性、耐熱性、耐久性などの諸物性を考慮して、ポリエチレン、ポリプロピレン等の
ポリオレフィン系、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエ
ステル系、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、セロファン等のセルロース
系、６－ナイロン、６，６－ナイロン等のポリアミド系、ポリメチルメタクリレート等の
アクリル系、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリ
カーボネート、エチレンビニルアルコール等の有機高分子からなるものが用いられる。特
に、ポリエチレンテレフタレート、トリアセチルセルロース、ポリカーボネート、ポリメ
チルメタクリレートを用いることが好ましい。特に、トリアセチルセルロースにあっては
、複屈折率が小さく、透明性が良好であることから液晶ディスプレイに対し、さらに好適
に用いることができる。なお、透明基材の厚みは２５μｍ以上、２００μｍ以下の範囲内
にあることが好ましい。
【００２８】
　さらに、透明基材１１の材料として用いる有機高分子に公知の添加剤を添加してもよい
。例えば、透明基材１１の材料に、紫外線吸収剤、赤外線吸収剤、可塑剤、滑剤、着色剤
、酸化防止剤、難燃剤等を添加することにより、透明基材１１に添加剤に対応した機能を
付加することができる。また、透明基材１１の材質として、上記の有機高分子から選ばれ
る１種または２種以上の混合物、または重合体を用いてもよく、複数の層を積層させたも
のを用いてもよい。
【００２９】
　次に、ハードコート層１２の形成方法について説明する。電子放射線硬化型材料を含む
ハードコート層１２形成用塗液を透明基材１１上に塗布し、透明基材１１上に塗膜を形成
し、該塗膜に対し、必要に応じて乾燥処理を施す。その後、紫外線、電子線といった電離
放射線を塗膜に照射することにより、電離放射線硬化型材料の硬化反応を行うことにより
、ハードコート層１２を形成することができる。
【００３０】
　ハードコート層１２を形成するための電離放射線硬化型材料としては、アクリル系材料
を用いることができる。アクリル系材料としては、多価アルコールのアクリル酸またはメ
タクリル酸エステルのような単官能または多官能の（メタ）アクリレート化合物、ジイソ
シアネートと多価アルコールおよびアクリル酸またはメタクリル酸のヒドロキシエステル
等から合成されるような多官能のウレタン（メタ）アクリレート化合物を使用することが
できる。また、これらの他にも、電離放射線硬化型材料として、アクリレート系の官能基
を有するポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、アルキッド樹脂、スピロ
アセタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂等も好適に使用するこ
とができる。
【００３１】
　なお、本明細書において、「（メタ）アクリレート」とは「アクリレート」と「メタク
リレート」の両方を示している。例えば、「ウレタン（メタ）アクリレート」は「ウレタ
ンアクリレート」と「ウレタンメタアクリレート」の両方を示している。
【００３２】
　単官能の（メタ）アクリレート化合物としては、例えば、２－ヒドロキシエチル（メタ
）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシブチル
（メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレ
ート、ｔ－ブチル（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ）アクリレート、アクリロイ
ルモルフォリン、Ｎ－ビニルピロリドン、テトラヒドロフルフリールアクリレート、シク
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ロヘキシル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソボル
ニル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリ
レート、トリデシル（メタ）アクリレート、セチル（メタ）アクリレート、ステアリル（
メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、２－エトキシエチル（メタ）アク
リレート、３－メトキシブチル（メタ）アクリレート、エチルカルビトール（メタ）アク
リレート、リン酸（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性リン酸（メタ）アクリ
レート、フェノキシ（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性フェノキシ（メタ）
アクリレート、プロピレンオキサイド変性フェノキシ（メタ）アクリレート、ノニルフェ
ノール（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性ノニルフェノール（メタ）アクリ
レート、プロピレンオキサイド変性ノニルフェノール（メタ）アクリレート、メトキシジ
エチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシポリチレングリコール（メタ）アク
リレート、メトキシプロピレングリコール（メタ）アクリレート、２－（メタ）アクリロ
イルオキシエチル－２－ヒドロキシプロピルフタレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキ
シプロピル（メタ）アクリレート、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルハイドロゲン
フタレート、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルハイドロゲンフタレート、２－（
メタ）アクリロイルオキシプロピルヘキサヒドロハイドロゲンフタレート、２－（メタ）
アクリロイルオキシプロピルテトラヒドロハイドロゲンフタレート、ジメチルアミノエチ
ル（メタ）アクリレート、トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、テトラフルオロプ
ロピル（メタ）アクリレート、ヘキサフルオロプロピル（メタ）アクリレート、オクタフ
ルオロプロピル（メタ）アクリレート、オクタフルオロプロピル（メタ）アクリレート、
２－アダマンタンおよびアダマンタンジオールから誘導される１価のモノ（メタ）アクリ
レートを有するアダマンチルアクリレートなどのアダマンタン誘導体モノ（メタ）アクリ
レート等が挙げられる。
【００３３】
　２官能の（メタ）アクリレート化合物としては、例えば、エチレングリコールジ（メタ
）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ブタンジオールジ（メ
タ）アクリレート、ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ノナンジオールジ（メタ
）アクリレート、エトキシ化ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、プロポキシ化ヘ
キサンジオールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート
、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ
）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリ
コールジ（メタ）アクリレート、エトキシ化ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレ
ート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペ
ンチルグリコールジ（メタ）アクリレートなどのジ（メタ）アクリレート等が挙げられる
。
【００３４】
　３官能以上の（メタ）アクリレート化合物としては、例えば、トリメチロールプロパン
トリ（メタ）アクリレート、エトキシ化トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレー
ト、プロポキシ化トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリス２－ヒドロ
キシエチルイソシアヌレートトリ（メタ）アクリレート、グリセリントリ（メタ）アクリ
レート等のトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート
、ジペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパントリ（
メタ）アクリレート等の３官能の（メタ）アクリレート化合物や、ペンタエリスリトール
テトラ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート、
ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（
メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパンペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタ
エリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパンヘキサ（メタ）
アクリレート等の３官能以上の多官能（メタ）アクリレート化合物や、これら（メタ）ア
クリレートの一部をアルキル基やε－カプロラクトンで置換した多官能（メタ）アクリレ
ート化合物等が挙げられる。
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【００３５】
　上述のアクリル系材料の中で、所望する分子量と、分子構造とを設計でき、形成される
ハードコート層１２の物性のバランスを容易にとることが可能であるといった理由から、
多官能ウレタンアクリレートを好適に用いることができる。ウレタンアクリレートは、多
価アルコール、多価イソシアネートおよび水酸基含有アクリレートを反応させることによ
って得られる。具体的には、ウレタンアクリレートとして、共栄社化学社製、ＵＡ－３０
６Ｈ、ＵＡ－３０６Ｔ、ＵＡ－３０６ｌ等、日本合成化学社製、ＵＶ－１７００Ｂ、ＵＶ
－６３００Ｂ、ＵＶ－７６００Ｂ、ＵＶ－７６０５Ｂ、ＵＶ－７６４０Ｂ、ＵＶ－７６５
０Ｂ等、新中村化学社製、Ｕ－４ＨＡ、Ｕ－６ＨＡ、ＵＡ－１００Ｈ、Ｕ－６ＬＰＡ、Ｕ
－１５ＨＡ、ＵＡ－３２Ｐ、Ｕ－３２４Ａ等、ダイセルユーシービー社製、Ｅｂｅｃｒｙ
ｌ－１２９０、Ｅｂｅｃｒｙｌ－１２９０Ｋ、Ｅｂｅｃｒｙｌ－５１２９等、根上工業社
製、ＵＮ－３２２０ＨＡ、ＵＮ－３２２０ＨＢ、ＵＮ－３２２０ＨＣ、ＵＮ－３２２０Ｈ
Ｓ等を挙げることができるが、この限りではない。
【００３６】
　また、上述のウレタンアクリレートの他にも、電離放射線硬化型材料として、アクリレ
ート系の官能基を有するポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、アルキッ
ド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂等を使
用することができる。
【００３７】
　また、電離放射線硬化型材料は紫外線により硬化されるため、ハードコート層形成用塗
液には光重合開始剤を添加する。光重合開始剤としては、紫外線が照射された際にラジカ
ルを発生するものであればよい。例えば、アセトフェノン類、ベンゾイン類、ベンゾフェ
ノン類、ホスフィンオキシド類、ケタール類、アントラキノン類、チオキサントン類を用
いることができる。また、光重合開始剤の添加量は、電離放射線硬化型材料１００重量部
に対して０．１重量部～１０重量部、好ましくは１重量部～７重量部、更に好ましくは１
重量部～５重量部である。
【００３８】
　さらに、ハードコート層形成用塗液には、必要に応じて、溶媒や各種添加剤を加えても
よい。溶媒としては、トルエン、キシレン、シクロヘキサン、シクロヘキシルベンゼンな
どの芳香族炭化水素類、ｎ－ヘキサンなどの炭化水素類、ジブチルエーテル、ジメトキシ
メタン、ジメトキシエタン、ジエトキシエタン、プロピレンオキシド、ジオキサン、ジオ
キソラン、トリオキサン、テトラヒドロフラン、アニソールおよびフェネトール等のエー
テル類、また、メチルイソブチルケトン、メチルブチルケトン、アセトン、メチルエチル
ケトン、ジエチルケトン、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、シクロペンタノン、
シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、およびメチルシクロヘキサノン等のケトン
類、また蟻酸エチル、蟻酸プロピル、蟻酸ｎ－ペンチル、酢酸メチル、酢酸エチル、プロ
ピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、酢酸ｎ－ペンチル、およびγ－プチロラクトン等
のエステル類、さらには、メチルセロソルブ、セロソルブ、ブチルセロソルブ、セロソル
ブアセテート等のセロソルブ類等の中から塗工適正等を考慮して適宜選択して使用するこ
とができる。また、塗液には添加剤として、表面調整剤、屈折率調整剤、密着性向上剤、
硬化剤等を加えてもよい。
【００３９】
　また、ハードコート層形成用塗液に、その他添加剤を加えてもよい。添加剤としては、
例えば泡消剤、レベリング剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、重合禁止剤などが
挙げられる。
【００４０】
　また、ハードコート層形成用塗液に、導電性材料を添加してもよい。ハードコート層形
成用塗液に導電性材料を添加することにより、得られる反射防止フィルムに、帯電防止性
能を付与することができる。導電性材料としては、四級アンモニウム塩材料、金属酸化物
粒子、導電性高分子等を用いることができる。
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【００４１】
　導電性材料として用いられる四級アンモニウム塩として、四級アンモニウム塩を官能基
として分子内に含む材料を好適に用いることができる。四級アンモニウム塩は－Ｎ+Ｘ-の
構造を示し、四級アンモニウムカチオン（－Ｎ+）とアニオン（Ｘ-）を備えることにより
ハードコート層に導電性を発現させる。また、導電性材料として用いられる金属酸化物粒
子としては、酸化ジルコニウム、アンチモン含有酸化スズ（ＡＴＯ）、リン含有酸化スズ
（ＰＴＯ）、スズ含有酸化インジウム、酸化アルミニウム、酸化セリウム、酸化亜鉛、ア
ルミニウム含有酸化亜鉛、酸化スズ、アンチモン含有酸化亜鉛およびインジウム含有酸化
亜鉛から選択される１種または２種以上の金属酸化物を主成分とし、導電性を有する金属
酸化物粒子を用いることができる。また、導電性材料として用いられる導電性高分子とし
ては、ポリアセチレン、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリフェニレン
サルファイド、ポリ（１，６－ヘプタジイン）、ポリビフェニレン（ポリパラフェニレン
）、ポリパラフィニレンスルフィド、ポリフェニルアセチレン、ポリ（２，５－チエニレ
ン）およびこれらの誘導体から選ばれる１種または２種以上の混合物を用いることができ
る。
【００４２】
　上記の材料を調製して得られるハードコート層形成用塗液を湿式成膜法により透明基材
１１上に塗布し、塗膜を形成し、必要に応じて塗膜の乾燥を行う。その後に、電離放射線
である紫外線を照射することにより、ハードコート層１２が形成される。
【００４３】
　このとき、湿式成膜法としては、ロールコーター、リバースロールコーター、グラビア
コーター、マイクログラビアコーター、ナイフコーター、バーコーター、ワイヤーバーコ
ーター、ダイコーター、ディップコーターを用いた塗布方法を採用することができる。
【００４４】
　ハードコート層形成用塗液を透明基材１１上に塗布することにより得られる塗膜に対し
、紫外線を照射することによりハードコート層１２が形成される。紫外線を照射するにあ
っては、高圧水銀灯、低圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハライドランプ、カーボンアー
ク、キセノンアーク等の紫外線照射ランプを採用できる。また、紫外線照射の際に酸素濃
度を低下させるために不活性ガスを導入する。その不活性ガスとしては、窒素を用いるこ
とができる。
【００４５】
　なお、紫外線を照射して硬化させることによりハードコート層１２を形成する工程の前
後に乾燥工程もしくは加熱工程を設けてもよい。特に、塗液が溶媒を含む場合、形成され
た塗膜の溶媒を除去するために電離放射線を照射する前に乾燥工程を設ける必要がある。
乾燥手段としては加熱、送風、熱風などを採用できる。
【００４６】
　次に、低屈折率層１３の形成方法について説明する。低屈折率層１３は、湿式成膜法に
より、低屈折率粒子とバインダマトリックス形成材料を含む塗液を塗布することで形成す
ることができる。
【００４７】
　低屈折粒子としては、ＬｉＦ、ＭｇＦ2、３ＮａＦ・ＡｌＦ3またはＡｌＦ3（いずれも
、屈折率１．４）、または、Ｎａ3ＡｌＦ6（氷晶石、屈折率１．３３）等の低屈折材料か
らなる低屈折率粒子を用いることができる。また、粒子内部に空隙を有する粒子を好適に
用いることができる。粒子内部に空隙を有する粒子は、空隙の部分を空気の屈折率（≒１
）とすることができるため、非常に低い屈折率を備える低屈折率粒子とすることができる
。具体的には、多孔質シリカ粒子や、内部に空隙を有する低屈折率シリカ粒子を用いるこ
とができる。
【００４８】
　また、低屈折率層１３に用いられる低屈折率粒子の粒径が、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下
であることが好ましい。粒径が１００ｎｍを超える場合、レイリー散乱によって光が著し
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く反射され、低屈折率層が白化して反射防止フィルムの透明性が低下する傾向にある。一
方、粒径が１ｎｍ未満の場合、粒子の凝集による低屈折率層における粒子の不均一性等の
問題が生じる。
【００４９】
　また、バインダマトリックス形成材料として、電離放射線硬化型材料を用いることがで
きる。電離放射線硬化型材料としては、ハードコート層形成用塗液に含まれる電離放射線
硬化型材料として例示したアクリル系材料を使用することができる。しかしながら、官能
基数が３～８の多官能のアクリルモノマーを使用することが好ましい。また、バインダマ
トリックス形成材料として、電離放射線硬化型材料を用いる場合には、電離放射線硬化型
材料と低屈折率粒子とを含む塗液を塗布し、ハードコート層１２上に塗膜を形成し、該塗
膜に対し、必要に応じて乾燥を施す。その後、紫外線、電子線といった電離放射線を塗膜
に照射することにより、電離放射線硬化型材料の硬化反応を行い、バインダマトリックス
とすることができる。このとき塗布方法としては、ハードコート層形成用塗液を塗布する
際に例示した湿式成膜法を採用することができる。さらに乾燥方法、硬化方法についても
、ハードコート層１２の形成方法で例示した方法を採用することができる。
【００５０】
　なお、塗液には、必要に応じて、溶媒や各種添加剤を加えてもよい。溶媒としては、ト
ルエン、キシレン、シクロヘキサン、シクロヘキシルベンゼンなどの芳香族炭化水素類、
ｎ－ヘキサンなどの炭化水素類、ジブチルエーテル、ジメトキシメタン、ジメトキシエタ
ン、ジエトキシエタン、プロピレンオキシド、ジオキサン、ジオキソラン、トリオキサン
、テトラヒドロフラン、アニソールおよびフェネトール等のエーテル類、また、メチルイ
ソブチルケトン、メチルブチルケトン、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン
、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、メチ
ルシクロヘキサノン、およびメチルシクロヘキサノン等のケトン類、また蟻酸エチル、蟻
酸プロピル、蟻酸ｎ－ペンチル、酢酸メチル、酢酸エチル、プロピオン酸メチル、プロピ
オン酸エチル、酢酸ｎ－ペンチル、およびγ－プチロラクトン等のエステル類、さらには
、メチルセロソルブ、セロソルブ、ブチルセロソルブ、セロソルブアセテート等のセロソ
ルブ類、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等のアルコール類、水等の中
から塗工適正等を考慮して適宜選択し、使用することができる。また、塗液に加える添加
剤として、表面調整剤、レベリング剤、屈折率調整剤、密着性向上剤、光増感剤等を加え
てもよい。
【００５１】
　なお、バインダマトリックスとして電離放射線硬化型材料を用い、紫外線を照射するこ
とにより低屈折率層１３を形成する場合には、塗液に光重合開始剤を加える。光重合開始
剤としては、ハードコート層１２形成用塗液に含まれる光重合開始剤として例示した光重
合開始剤を使用することができる。
【００５２】
　以上に述べた透明基材１１と、ハードコート層１２と、低屈折率層１３とにより反射防
止フィルム１は形成される。反射防止フィルム１にはさらに、低屈折率層１３が形成され
ている側とは反対側の透明基材１１の面に偏光層と、第２の透明基材とを設けることによ
り、偏光板を構成することができる。偏光層としては、例えば、ヨウ素を加えた延伸ポリ
ビニルアルコール（ＰＶＡ）を用いることができる。また、もう第２の透明基材としては
、反射防止フィルムに用いる透明基材を用いることができ、トリアセチルセルロースから
なるフィルムを好適に用いることができる。反射防止フィルム１および第２の透明基材に
は、偏光層と貼りあわされる前に、ケン化処理が行われる。ケン化処理は、反射防止フィ
ルム１および第２の透明基材をアルカリ溶液に浸漬することにより行う。この際に用いる
アルカリ溶液としては、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液等を用いること
ができる。
【００５３】
　なお、反射防止フィルムが偏光板化された場合、透過型液晶ディスプレイの最前面、す
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なわち、観察側の最表面に反射防止層が位置するように設けられる。
【実施例】
【００５４】
　以下に実施例を示す。
【００５５】
（ハードコート層形成用塗液の調製）
　ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ；固形分の濃度１００％）を、イソ
プロピルアルコール（ＩＰＡ）を用いて固形分濃度５０％となるように希釈した。また光
重合開始剤としてＩｒｇａｃｕｒｅ１８４をＰＥＴＡに対して５ｗｔ％加え、ハードコー
ト層形成用塗液を調整した。
【００５６】
（低屈折率層形成用塗液１の調製）
　多孔質シリカ微粒子分散液（平均粒子径５０ｎｍ、固形分２０％、溶剤：メチルイソブ
チルケトン）１４．９４重量部と、ペンタエリスリトールトリアクリレート（商品名：ビ
スコート＃３００、大阪有機工業株式会社製）１．９９重量部と、重合開始剤（商品名；
イルガキュア１８４、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）０．０７重量部と、
アルキルポリエーテル変性シリコーンオイル（商品名：ＴＳＦ４４６０、モメンティブ・
パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン製）０．１０重量部と、フッ素系レベリング剤
（商品名：Ｆ４７０、ＤＩＣ（株）製）０．１０重量部とを、溶媒であるメチルイソブチ
ルケトン８２重量部で希釈した。その後、屈折率：１．３７のフッ素原子含有モノマー（
商品名：ＬＩＮＣ１６２Ａ、共栄社化学製（化学式（３））を固形分に対し、１０ｗｔ％
後添加し、低屈折率層形成用塗液１を調製した。
【００５７】
【化５】

【００５８】
（低屈折率層形成用塗液２の調製）
　フッ素原子含有モノマー（商品名：ＬＩＮＣ１６２Ａ、共栄社化学製（上記化学式（３
））を固形分に対し、４ｗｔ％後添加する以外は低屈折率層形成用塗液の調製１と同様に
調整し、低屈折率層形成用塗液２を調製した。
【００５９】
（低屈折率層形成用塗液３の調製）
　フッ素原子含有モノマー（商品名：ＬＩＮＣ１６２Ａ、共栄社化学製（上記化学式（３
））を固形分に対し、３５ｗｔ％後添加する以外は低屈折率層形成用塗液の調製１と同様
に調整し、低屈折率層形成用塗液３を調製した。
【００６０】
（低屈折率層形成用塗液４の調製）
　ペンタエリスリトールトリアクリレート（商品名：ビスコート＃３００、大阪有機工業
株式会社製）の代わりに、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（商品名：ライト
アクリレート、共栄社化学製）１．９９重量部を加える以外は、低屈折率層形成用塗液の
調製１と同様に調整し、低屈折率層形成用塗液４を調製した。
【００６１】
（低屈折率層形成用塗液５の調製）
多孔質シリカ微粒子分散液（平均粒子径５０ｎｍ、固形分２０％、溶剤：メチルイソブチ
ルケトン）１４．９４重量部と、ペンタエリスリトールトリアクリレート（商品名：ビス
コート＃３００、大阪有機工業株式会社製）１．９９重量部と、重合開始剤（商品名：イ
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ルガキュア１８４、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）０．０７重量部と、ア
ルキルポリエーテル変性シリコーンオイル（商品名：ＴＳＦ４４６０、モメンティブ・パ
フォーマンス・マテリアルズ・ジャパン製）０．１０重量部と、Ｆ４７０（商品名、ＤＩ
Ｃ（株）製：フッ素系レベリング剤）０．１０重量部とを、溶媒であるメチルイソブチル
ケトン８２重量部で希釈し、低屈折率層形成用塗液５を調整した。
【００６２】
（低屈折率層形成用塗液６の調製）
　ペンタエリスリトールトリアクリレート（商品名：ビスコート＃３００、大阪有機工業
株式会社製）の代わりに、１，６－へキサンジオールジアクリレート（商品名：ビスコー
ト＃２３０、大阪有機工業株式会社製）１．９９重量部を加える以外は、低屈折率層形成
用塗液の調製１と同様に調整し、低屈折率層形成用塗液６を調製した。
【００６３】
（低屈折率層形成用塗液７の調製）
　ペンタエリスリトールトリアクリレート（商品名：ビスコート＃３００、大阪有機工業
株式会社製）の代わりに、ペンタエリストールトリアクリレートヘキサメチレンジイソシ
アネートウレタンプレポリマー（商品名：ＵＡ－３０６Ｈ、共栄社化学株式会社製）１．
９９重量部を加える以外は、低屈折率層形成用塗液の調整１と同様に調整し、低屈折率層
形成用塗液７を調製した。
【００６４】
（低屈折率層形成用塗液８の調製）
　屈折率１．４３のペンタエリスリトールトリアクリレート、フッ素原子含有モノマー（
商品名：ＬＩＮＣ３Ａ、共栄社化学製（化学式（４））を１０ｗｔ％後添加する以外は、
低屈折率層形成用塗液の調整１と同様に調整し、低屈折率層形成用塗液８を調製した。
【００６５】
【化６】

【００６６】
（低屈折率層形成用塗液９の調製）
　屈折率１．３４の１Ｈ、１Ｈ、５Ｈ-オクタフルオロペンチルアクリレート、フッ素原
子含有モノマー（商品名：ビスコート-８Ｆ、大阪有機化学工業製（化学式（５））を１
０ｗｔ％後添加する以外は、低屈折率層形成用塗液の調整１と同様に調整し、低屈折率層
形成用塗液９を調製した。
【００６７】
【化７】

【００６８】
［実施例１］
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（ハードコート層の形成）
　透明基材としてトリアセチルセルロースフィルム（ＴＡＣフィルム）（厚さ８０μｍ）
を用いた。ハードコート形成用塗液を、マイクログラビア法を用いてＴＡＣフィルム上に
形成されるハードコート層の膜厚が６μｍとなるように塗布を行い、塗膜を形成し、オー
ブンを通過させることにより塗膜を乾燥させた。その後、窒素パージ下で紫外線照射を行
い、ハードコート層を形成した。
（低屈折率層の形成）
　上記によって、得られたハードコート層を備える透明基材のハードコート層上に、マイ
クログラビア法を用いて上述の低屈折率層形成用塗液１を塗布し、乾燥、窒素パージ下で
紫外線照射して低屈折率層を形成し、反射防止フィルムを製造した。
【００６９】
［実施例２～４］
　低屈折率層形成用塗液１の代わりに低屈折率層形成用塗液２～４を塗布する以外は同様
にして、各反射防止フィルムを製造した。
【００７０】
［比較例１～５］
　低屈折率層形成用塗液１の代わりに低屈折率層形成用塗液５～９を塗布する以外は同様
にして、各反射防止フィルムを製造した。
【００７１】
　上記で、得られた反射防止フィルムについて、以下の評価を行った。
【００７２】
[視感平均反射率]
　得られた反射防止フィルムの低屈折率層形成面と反対側の面を、黒色艶消しスプレーに
より黒色に塗布した。塗布後、自動分光光度計（Ｕ－４０００、日立製作所製）を用い、
光源としてＣ光源を用い、光源および受光器の入出射角を反射防止フィルム表面に対して
垂直方向から５°に設定し、２°視野の条件下で、正反射方向の分光反射率を測定し、視
感平均反射率を算出した。
【００７３】
［耐擦傷性評価］
　実施例１～４、比較例１～５で得られた反射防止フィルムを、ラビングテスターを用い
て、以下の条件で低屈折率層表面のこすりテストを行った。
（評価環境条件）
　２５℃、５０％ＲＨ
（こすり材）
　試料と接触するテスターのこすり先端部（１ｃｍ×１ｃｍ）に、スチールウールを巻い
て、動かないようバンド固定した低屈折率層表面をこするためのこすり材を用意した。
（移動距離、こすり速度、荷重先端部接触面積、こすり回数）
　移動距離：片道１３ｃｍ、こすり速度：１３ｃｍ／秒、荷重：２００ｇ／ｃｍ２
　先端部接触面積：１ｃｍ×１ｃｍ、こすり回数：１０往復
【００７４】
　上記の条件で、こすり終えた反射防止フィルム１０１～１０９の低屈折率層形成面と反
対側の面に油性黒インキを塗り、反射光で目視観察して、こすり部分の傷を、以下の基準
で評価した。
　◎：非常に注意深く見ても、全く傷が見えない。
　○：非常に注意深く見ると僅かに弱い傷が見える。
　△：注意深く見ると僅かに弱い傷が見える。
　×：一目見ただけで分かる傷がある。
【００７５】
　各種特性評価の評価結果を表１に示す。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
　以上により、実施例１～４の反射防止フィルムにおいては、比較例１～５の反射フィル
ムと比較して同等の反射率と、比較例１～５の反射防止フィルムと比較して優れた耐擦傷
性を実現できることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明の反射防止フィルムは、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等の各種ディ
スプレイ等の光学物品の表面に用いられる反射防止フィルムとして利用できる。
【符号の説明】
【００７９】
　１　　反射防止フィルム
　１１　　透明基材
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　１２　　ハードコート層
　１３　　低屈折率層

【図１】
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